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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成20年12月25日(2008.12.25)

【公開番号】特開2007-73587(P2007-73587A)
【公開日】平成19年3月22日(2007.3.22)
【年通号数】公開・登録公報2007-011
【出願番号】特願2005-256129(P2005-256129)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/027    (2006.01)
   Ｇ０３Ｆ   7/20     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/30    ５１５Ｄ
   Ｇ０３Ｆ   7/20    ５２１　

【手続補正書】
【提出日】平成20年11月10日(2008.11.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に露光光を照射して前記基板を露光する露光方法において、
　前記基板の基材上に撥液性を有する膜を被覆する被覆工程と、
　前記膜上に液体の液浸領域を形成して前記露光光を照射する露光工程とを有し、
　前記膜の露光光に対する屈折率と前記液体の露光光に対する屈折率とをほぼ同じにする
露光方法。
【請求項２】
　前記被覆工程において、前記液体に応じた屈折率を有する膜を被覆する請求項１記載の
露光方法。
【請求項３】
　前記露光工程において、前記膜に応じた屈折率を有する液体を前記膜上に供給する請求
項１記載の露光方法。
【請求項４】
　露光不良の発生を抑えるために、前記膜の露光光に対する屈折率と前記液体の露光光に
対する屈折率とをほぼ同じにする請求項１～３のいずれか一項記載の露光方法。
【請求項５】
　前記膜の内部に浸入した液体に起因する前記露光光の照射状態の変動を抑えるために、
前記膜の露光光に対する屈折率と前記液体の露光光に対する屈折率とをほぼ同じにする請
求項１～４のいずれか一項記載の露光方法。
【請求項６】
　前記膜の内部に浸入した液体部分で、前記露光光の光路の変化を抑えるために、前記膜
の露光光に対する屈折率と前記液体の露光光に対する屈折率とをほぼ同じにする請求項５
記載の露光方法。
【請求項７】
　請求項１～請求項６のいずれか一項記載の露光方法を用いるデバイス製造方法。
【請求項８】
　基板上に露光光を照射して前記基板を露光する露光装置において、
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　前記基板の基材上には撥液性を有する膜が被覆されており、
　前記膜上に液浸領域を形成するための液体を供給する液体供給装置を備え、
　前記液体供給装置は、前記膜の露光光に対する屈折率とほぼ同じ屈折率を有する液体を
供給する露光装置。
【請求項９】
　前記液体供給装置は、露光不良の発生を抑えるために、前記膜の露光光に対する屈折率
とほぼ同じ屈折率を有する液体を供給する請求項８記載の露光装置。
【請求項１０】
　前記液体供給装置は、前記膜の内部に浸入した液体に起因する前記露光光の照射状態の
変動を抑えるために、前記膜の露光光に対する屈折率とほぼ同じ屈折率を有する液体を供
給する請求項８又は９記載の露光装置。
【請求項１１】
　前記液体供給装置は、前記膜の内部に浸入した液体部分で、前記露光光の光路の変化を
抑えるために、前記膜の露光光に対する屈折率とほぼ同じ屈折率を有する液体を供給する
請求項１０記載の露光装置。
【請求項１２】
　請求項８～請求項１１のいずれか一項記載の露光装置を用いるデバイス製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明の第１の態様に従えば、基板（Ｐ）上に露光光（ＥＬ）を照射して基板（Ｐ）を
露光する露光方法において、基板（Ｐ）の基材（Ｗ）上に撥液性を有する膜（Ｔｃ）を被
覆する被覆工程と、膜（Ｔｃ）上に液体（ＬＱ）の液浸領域（ＬＲ）を形成して露光光（
ＥＬ）を照射する露光工程とを有し、膜（Ｔｃ）の露光光（ＥＬ）に対する屈折率と液体
（ＬＱ）の露光光（ＥＬ）に対する屈折率とをほぼ同じにする露光方法が提供される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明の第３の態様に従えば、基板（Ｐ）上に露光光（ＥＬ）を照射して基板（Ｐ）を
露光する露光装置において、基板（Ｐ）の基材（Ｗ）上には撥液性を有する膜（Ｔｃ）が
被覆されており、膜（Ｔｃ）上に液浸領域（ＬＲ）を形成するための液体（ＬＱ）を供給
する液体供給装置（１２など）を備え、液体供給装置（１２など）は、膜（Ｔｃ）の露光
光（ＥＬ）に対する屈折率とほぼ同じ屈折率を有する液体（ＬＱ）を供給する露光装置（
ＥＸ）が提供される。
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